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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft eine mikro-
elektromechanische Detektorvorrichtung und ein entspre-
chendes Herstellungsverfahren für eine mikroelektromecha-
nische Detektorvorrichtung. Die mikroelektromechanische
Detektorvorrichtung umfasst ein Substrat und einer auf dem
Substrat angeordneten Fotolackstruktur, wobei die Fotolack-
struktur derart ausgebildet ist, dass sie in das Substrat ein-
tretendes Licht leitet und wobei zwischen dem Substrat und
der Fotolackstruktur zumindest bereichsweise ein Hohlraum
ausgebildet ist, der durch einen schwingungsfähigen Be-
reich der Fotolackstruktur so überbrückt ist, dass in Abhän-
gigkeit einer Auslenkung des schwingungsfähigen Bereichs
der schwingungsfähige Bereich bricht oder sich eine Trans-
missionseigenschaft ändert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mikroelektrome-
chanische Detektorvorrichtung, insbesondere einen
mikroelektromechanischen Schockdetektor, sowie
ein entsprechendes Herstellungsverfahren.

Stand der Technik

[0002] Typischerweise werden Sensorknoten, ins-
besondere Schockdetektoren, eingesetzt, um bei-
spielsweise zerbrechliche Ware während des Trans-
portes mittelbar in Bezug auf Erschütterungen oder
Schock durch Herunterfallen während eines Trans-
portes zu überprüfen. Derartige Sensorknoten zum
Monitoring einer Lieferkette benötigen typischerwei-
se externe Energiequellen und sind mit GSM (Global
System for Mobile Communication) oder GPS(Global
Positioning Positioning System)-Modulen ausgestat-
tet. Durch dieses System ist es möglich, mittels Posi-
tionsbestimmung auch eine Messung beispielsweise
der Beschleunigung, Temperatur oder Feuchte sowie
eine Speicherung entsprechender Daten durchzufüh-
ren.

[0003] Schockdetektoren können beispielsweise in
zwei Glasreservoirs Flüssigkeiten vorhalten. Durch
Überschreiten einer gewissen Beschleunigung – zum
Beispiel Schock durch Herunterfallen – bricht eine
Verbindung zwischen den beiden Glasreservoirs, so
dass sich die Flüssigkeiten vermischen und ein Far-
bumschlag beobachtet werden kann.

[0004] Die EP 1 739 394 A1 betrifft einen Schockde-
tektor. Der Schockdetektor umfasst insbesondere ei-
ne optische Quelle und eine Auswerte- und Detekti-
onseinheit.

[0005] In DE 100 31 569 A1 ist ein Verfahren
zur Herstellung einer mikroelektromechanischen Vor-
richtung beschrieben.

[0006] In US 2014/0134607 A1 ist ein mikroelektro-
mechanischer Sensor beschrieben.

[0007] In DE 693 21 932 T2 ist ein Verfahren zur Her-
stellung von Mikrostrukturen unter Verwendung einer
vorgefertigten Photolackschicht beschrieben.

[0008] In US 2002/0113191 A1 ist eine mikroelektro-
mechanische Vorrichtung zur Vibrationsstabilisation
beschrieben.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Die Erfindung schafft eine mikroelektrome-
chanische Detektorvorrichtung, insbesondere eine
mikroelektromechanische Schockvorrichtung, nach
Anspruch 1 und ein entsprechendes Herstellungsver-
fahren nach Anspruch 9.

[0010] Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegen-
stand der jeweiligen Unteransprüche.

Vorteile der Erfindung

[0011] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee liegt darin, eine mikroelektromechani-
sche Detektorvorrichtung mit einer Fotolackstruktur
weiterzuentwickeln. Die Fotolackstruktur ist insbe-
sondere je nach Einsatzgebiet einfach strukturierbar
und mittels einer Kamera mit Blitzvorrichtung leicht
auswertbar.

[0012] Die mikroelektromechanische Detektorvor-
richtung umfasst ein Substrat mit einer auf dem
Substrat angeordneten Fotolackstruktur, wobei die
Fotolackstruktur derart ausgebildet ist, dass sie in
das Substrat eintretendes Licht leitet, und wobei
zwischen dem Substrat und der Fotolackstruktur
zumindest bereichsweise ein Hohlraum ausgebil-
det ist, der durch einen schwingungsfähigen Be-
reich der Fotolackstruktur so überbrückt ist, dass
in Abhängigkeit von einer Auslenkung des schwin-
gungsfähigen Bereichs der schwingungsfähige Be-
reich bricht oder sich eine Transmissionseigenschaft
ändert. Beispielsweise kann die Auslenkung des
schwingungsfähigen Bereiches der Fotolackstruktur
beim Herunterfallen einer Ware erfolgen, an dem die
mikroelektromechanische Detektorvorrichtung ange-
ordnet, aufgeklebt oder befestigt ist.

[0013] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Herstellen der mikroelektromechanischen De-
tektorvorrichtung mit den Schritten, wonach ein Sub-
strat bereitgestellt wird. Auf dieses Substrat wird ein
erster Fotolack abgeschieden. In einem nächsten
Schritt wird der erste Fotolack strukturiert. Auf die
strukturierte erste Fotolackschicht wird eine zweite
Fotolackschicht abgeschieden, wobei die zweite Fo-
tolackschicht die erste Fotolackschicht zumindest be-
reichsweise bedeckt. In einem letzten Schritt wird die
zweite Fotolackschicht strukturiert und die erste Foto-
lackschicht derart entfernt, dass eine Fotolackstruk-
tur mit einem Hohlraum und ein schwingungsfähiger
Bereich ausgebildet werden.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung um-
fasst das Substrat einen ersten optischen Zugang
und einen zweiten optischen Zugang und der schwin-
gungsfähige Bereich ist zwischen dem ersten opti-
schen Zugang und dem zweiten optischen Zugang
angeordnet. So lässt sich auf einfache Art und Wei-
se in den schwingungsfähigen Bereich der Fotolack-
struktur Licht einkoppeln.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung sind der erste optische Zugang und der zwei-
te optische Zugang als optische Wellenleiter ausge-
bildet. So lässt sich im Wesentlichen ohne Transmis-
sionsverlust ein in das Substrat eintretendes Licht
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in die Fotolackstruktur mit dem schwingungsfähigen
Bereich einkoppeln.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung umfasst der schwingungsfähige Be-
reich Schwingungsärmchen und eine zwischen den
Schwingungsärmchen angeordnete Schwungmasse.
So lässt der schwingungsfähige Bereich insbesonde-
re besonders sensitiv hinsichtlich einer beschleuni-
gungsabhängigen Auslenkung einstellen.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist das Substrat eine Vorderseite und eine
der Vorderseite abgewandte Rückseite auf, wobei auf
der Rückseite des Substrats eine lichtundurchlässige
Beschichtung angeordnet ist. So lassen sich einfach
Licht-Zugangsbereiche definieren.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist die lichtundurchlässige Beschichtung auf
der Rückseite des Substrats zwischen dem ersten
optischen Zugang und dem zweiten optischen Zu-
gang angeordnet. So lässt sich über die Rückseite
des Substrats vordefiniert Licht in das beispielsweise
transparente bzw. transluscente Substrat einkoppeln.

[0019] Das hier beschriebene Substrat kann insbe-
sondere eine Folie sein. Mit anderen Worten kann
das hier beschriebene Substrat keine tragende Funk-
tion aufweisen.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist die Rückseite durchgehend die lichtun-
durchlässige Beschichtung auf. So lässt sich Licht
auch durch die Vorderseite des lichtdurchlässigen
Substrats einkoppeln, wobei das Licht durch die Fo-
tolackstruktur leitbar ist.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist der schwingungsfähige Bereich auf ei-
ner der dem Hohlraum zugewandten Seite Spuren ei-
nes chemischen Abtrags auf. Die Spuren des chemi-
schen Abtrags weisen hierbei auf eine Opferschich-
tätzung hin, wodurch die hier beschriebene Fotolack-
struktur einfach herstellbar ist.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung wird die erste Fotolackschicht positiv entwi-
ckelt und die zweite Fotolackschicht negativ entwi-
ckelt. So lässt sich die Fotolackstruktur mittels Opfer-
schichtätzen der ersten Fotolackschicht einfach her-
stellen, wobei der schwingungsfähige Bereich im We-
sentlichen frei strukturierbar ist.

[0023] Vorteilhafterweise ist es möglich, derarti-
ge mikroelektromechanische Detektorvorrichtungen
mit unterschiedlichen schwingungsfähigen Berei-
chen bzw. Schwungmassen in Serie zu schalten,
so dass eine Detektion unterschiedlicher Beschleu-
nigungen bzw. Schocks in Abhängigkeit einer Aus-

lenkung des schwingungsfähigen Bereichs ermög-
licht wird, da diese Bereiche bei unterschiedlichen
Beschleunigungswerten brechen oder ihre Transmis-
sionseigenschaft ändern.

[0024] Mit der hier beschriebenen mikroelektro-
mechanischen Detektorvorrichtung kann somit bei-
spielsweise ein Warenzustand bestimmt werden,
wobei in einem unbeschädigten Warenzustand der
schwingungsfähige Bereich ein in das Substrat ein-
tretende Licht leitet. Mit anderen Worten bricht die
Fotolackstruktur oder ändert ihre Transmissionsei-
genschaft, wenn die Ware beispielsweise während
des Transports herunterfällt oder sich seine Position
durch einen äußeren Einfluss schlagartig verändert,
so dass das Licht nicht oder im Wesentlichen nicht
durch die Fotolackstruktur geleitet wird. Hierzu kann
insbesondere ein Smartphone mit Kamera und Blitz
dienen, wobei der durch die Fotolackstruktur geleite-
te oder nicht geleitete Blitz durch die Kamera detek-
tiert oder eben nicht detektiert wird. So lässt sich auf
einfache und kostengünstige Weise auf den Waren-
zustand zurückschließen.

[0025] Die hier beschriebenen Merkmale für die
mikroelektromechanische Detektorvorrichtung gelten
auch für das entsprechende Herstellungsverfahren
sowie umgekehrt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand von Aus-
führungsformen mit Bezug auf die Figuren erläutert.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1A und Fig. 1B schematische Quer-
schnittsansicht und entsprechende Aufsicht zur Er-
läuterung einer mikroelektromechanischen Detektor-
vorrichtung und eines entsprechenden Herstellungs-
verfahrens gemäß einer ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 2A und Fig. 2B schematische Quer-
schnittsansicht und entsprechende Aufsicht zur Er-
läuterung einer mikroelektromechanischen Detektor-
vorrichtung und eines entsprechenden Herstellungs-
verfahrens gemäß einer zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0030] Fig. 3A und Fig. 3B schematische Quer-
schnittsansicht und entsprechende Aufsicht zur Er-
läuterung einer mikroelektromechanischen Detektor-
vorrichtung und eines entsprechenden Herstellungs-
verfahrens gemäß einer dritten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0031] Fig. 4A–Fig. 4D schematische Querschnitts-
ansichten und eine entsprechende Aufsicht (siehe
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Fig. 4B) zur Erläuterung einer Funktionsweise der mi-
kroelektromechanischen Detektorvorrichtung gemäß
den Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 3A,
Fig. 3B;

[0032] Fig. 5 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung einer Funktionsweise der mikroelektrome-
chanischen Detektorvorrichtung gemäß den Fig. 1A,
Fig. 1B, Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 3A, Fig. 3B.

[0033] Fig. 6 schematische Querschnittsansicht zur
Erläuterung einer mikroelektromechanischen Detek-
torvorrichtung und eines entsprechenden Herstel-
lungsverfahrens gemäß einer vierten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung; und

[0034] Fig. 7A–Fig. 7F schematische Querschnitts-
ansichten zur Erläuterung eines Herstellungsverfah-
rens einer mikroelektromechanischen Detektorvor-
richtung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0035] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche bzw. funktionsgleiche Elemente.

[0036] Fig. 1A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht und Fig. 1B eine entsprechende Aufsicht
zur Erläuterung einer mikroelektromechanischen De-
tektorvorrichtung und eines entsprechenden Herstel-
lungsverfahrens gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0037] In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 100 die
mikroelektromechanische Detektorvorrichtung mit ei-
nem Substrat 10 und einer auf dem Substrat ange-
ordneten Fotolackstruktur 20. Die Fotolackstruktur 20
ist derart auf dem Substrat 10 ausgebildet, dass sie
in das Substrat 10 eintretendes Licht leitet. Das heißt,
dass die Fotolackstruktur 20 der Fig. 1A als Lichtlei-
ter für ein in das Substrat 10 eintretendes bzw. aus-
tretendes Licht fungiert.

[0038] Wie in der Fig. 1A gezeigt, ist zwischen dem
Substrat 10 und der Fotolackstruktur 20 zumindest
bereichsweise ein Hohlraum H1 ausgebildet. Der
Hohlraum H1 ist durch einen schwingungsfähigen
Bereich 21 der Fotolackstruktur 20 so überbrückt,
dass in Abhängigkeit von einer Auslenkung P1 (dar-
gestellt durch den Doppelpfeil) des schwingungsfähi-
gen Bereichs 21 der schwingungsfähige Bereich 21
bricht oder sich eine Transmissionseigenschaft des
schwingungsfähigen Bereichs 21 ändert.

[0039] Das in der Fig. 1A gezeigte Substrat 10 um-
fasst eine Vorderseite 11 und eine der Vorderseite
11 abgewandte Rückseite 12, wobei das Substrat 10
einen ersten optischen Zugang 13 und einen zwei-
ten optischen Zugang 14 umfasst und der schwin-
gungsfähige Bereich 21 zwischen dem ersten opti-

schen Zugang 13 und dem zweiten optischen Zugang
14 angeordnet ist. Wie in Fig. 1A gezeigt befindet
sich der Hohlraum H1 ebenfalls zwischen dem ers-
ten optischen Zugang 13 und dem zweiten optischen
Zugang 14 der Vorderseite 11 des Substrats 10. Das
Substrat 10 weist auf der Rückseite 12 eine lichtun-
durchlässige Beschichtung 40 auf, wobei die lichtun-
durchlässige Beschichtung 40 zwischen dem ersten
optischen Zugang 13 und dem zweiten optischen Zu-
gang 14 angeordnet ist.

[0040] Wie in Fig. 1B gezeigt, umfasst der schwin-
gungsfähige Bereich 21 Schwingungsärmchen 22
und eine zwischen den Schwingungsärmchen 22 an-
geordnete Schwungmasse M1. Insbesondere kann
die Schwungmasse M1 das Auslenken des schwin-
gungsfähigen Bereichs 21 in Abhängigkeit einer Be-
schleunigung beeinflussen. Bei Überschreiten einer
Beschleunigung oder Herunterfallen einer Ware wird
die Schwungmasse M1 so ausgelenkt, dass die
Schwingungsärmchen 22 brechen oder ihre Trans-
missionseigenschaft ändern.

[0041] Fig. 2A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht und Fig. 2B ist eine entsprechende Aufsicht
zur Erläuterung einer mikroelektromechanischen De-
tektorvorrichtung und eines entsprechenden Herstel-
lungsverfahrens gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0042] Die in Fig. 2A gezeigte schematische Quer-
schnittsansicht sowie die in Fig. 2B gezeigte ent-
sprechende Aufsicht der Fig. 2A basieren auf der
in Fig. 1A und der in Fig. 1B gezeigten mikroelek-
tromechanischen Detektorvorrichtung mit dem Un-
terschied, dass die lichtundurchlässige Beschichtung
40 die Rückseite 12 des Substrats 10 vollständig
bedeckt. So lässt sich in der zweiten Ausführungs-
form der mikroelektromechanischen Detektorvorrich-
tung 100 das Licht mittels des ersten optischen Zu-
gangs 13 und des zweiten optischen Zugangs 14
über die Vorderseite 11 des Substrats 10 einkoppeln.
Das hier beschriebene Substrat umfasst insbesonde-
re ein lichtdurchlässiges, transparentes oder translu-
zentes Material.

[0043] Die Fig. 3A ist eine schematische Quer-
schnittsansicht und die Fig. 3B eine entsprechende
Aufsicht zur Erläuterung einer mikroelektromechani-
schen Detektorvorrichtung und eines entsprechen-
den Herstellungsverfahrens gemäß einer dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0044] Die in Fig. 3A gezeigte schematische Quer-
schnittsansicht sowie die in Fig. 3B gezeigte ent-
sprechende Aufsicht der Fig. 3A basieren auf der
in Fig. 1A und der in Fig. 1B gezeigten mikroelek-
tromechanischen Detektorvorrichtung mit dem Unter-
schied, dass der erste optische Zugang 13 und der
zweite optische Zugang 14 als optische Wellenleiter
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O1 ausgebildet sind. So lässt sich das in das Substrat
einkoppelnde Licht weitestgehend ohne Transmissi-
onsverlust in die Fotolackstruktur 20 mit dem schwin-
gungsfähigen Bereich 21 einkoppeln.

[0045] Fig. 4A, Fig. 4C und Fig. 4D sind sche-
matische Querschnittsansichten und Fig. 4B eine
entsprechende Aufsicht der Fig. 4A zur Erläute-
rung einer Funktionsweise der mikroelektromechani-
schen Detektorvorrichtung gemäß den oben genann-
ten Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 3A,
Fig. 3B.

[0046] Die Fig. 4A und Fig. 4B basieren im Wesent-
lichen auf der in Fig. 1A und Fig. 1B gezeigten mi-
kroelektromechanischen Detektorvorrichtung 100 mit
dem Unterschied, dass der schwingungsfähige Be-
reich durch eine Verjüngung zwischen dem ersten
optischen Zugang 13 und dem zweiten optischen Zu-
gang 14 ausgebildet ist. Wie in Fig. 4C gezeigt, er-
folgt bei einer Beschleunigung der mikroelektrome-
chanischen Vorrichtung 100 die Auslenkung P1 des
schwingungsfähigen Bereichs 21 der Fotolackstruk-
tur 20. Hierbei bricht der schwingungsfähige Bereich
21 im Bereich der Verjüngung, welcher sich oberhalb
des Hohlraums H1 befindet. Wie in Fig. 4D durch
die Pfeile gezeigt, ist der schwingungsfähige Bereich
21 der Fotolackstruktur 20 unterbrochen und das Lei-
ten des Lichts (dargestellt durch die unidirektionalen
Pfeile) von dem ersten optischen Zugang 13 zu dem
zweiten optischen Zugang 14 ist nicht mehr möglich.

[0047] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung
zur Erläuterung einer Funktionsweise der mikroelek-
tromechanischen Detektorvorrichtung gemäß den
Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 3A,
Fig. 3B.

[0048] Mit der hier beschriebenen mikroelektrome-
chanischen Detektorvorrichtung 100 kann somit bei-
spielsweise ein Warenzustand bestimmt werden,
wobei in einem unbeschädigten Warenzustand der
schwingungsfähige Bereich 21 das ein in das Sub-
strat 10 eintretende Licht leitet. Mit anderen Worten
bricht der schwingungsfähige Bereich 21 der Foto-
lackstruktur 20 oder ändert seine Transmissionsei-
genschaft, wenn die Ware beispielsweise während
des Transports herunterfällt oder sich eine Position
der Ware durch einen äußeren Einfluss schlagartig
ändert, so dass das Licht nicht oder im Wesentlichen
nicht durch den schwingungsfähigen Bereich 21 der
Fotolackstruktur 20 geleitet wird. Hierzu kann insbe-
sondere ein Smartphone S1 mit Kamera K1 und Blitz
B1 dienen, wobei der durch die Fotolackstruktur ge-
leitete oder nicht geleitete Blitz durch die Kamera de-
tektiert oder eben nicht detektiert wird. So lässt sich
auf einfache und kostengünstige Weise auf den Wa-
renzustand zurückschließen.

[0049] Fig. 6 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikroelektromechani-
schen Detektorvorrichtung und eines entsprechen-
den Herstellungsverfahrens gemäß einer vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0050] In der Fig. 6 bezeichnet Bezugszeichen
100 die mikroelektromechanische Detektorvorrich-
tung 100, wobei die Fotolackstruktur 20 unterschied-
lich große Hohlräume H1, H2, H3 überbrückt. Fer-
ner umfasst das Substrat 10 der Fig. 6 vier opti-
sche Zugänge 13, 14, 15, 16. Beispielsweise sind
die schwingungsfähigen Bereiche 21 der Fig. 6 un-
terschiedlich dimensioniert, insbesondere hinsicht-
lich der Schwungmasse M1, M2, M3 ausgebildet,
so dass die Auslenkung P1 des schwingungsfähigen
Bereichs 21 in Abhängigkeit unterschiedlicher Be-
schleunigungswerte erfolgt.

[0051] Fig. 7A bis Fig. 7F sind schematische
Querschnittsansichten zur Erläuterung eines Her-
stellungsverfahrens einer mikroelektromechanischen
Detektorvorrichtung.

[0052] Wie in Fig. 7A illustriert wird ein Substrat 10
mit einer Vorderseite 11 und einer der Vorderseite 11
abgewandten Rückseite 12 bereitgestellt.

[0053] Wie in Fig. 7B illustriert, wird eine erste Foto-
lackstruktur 50 auf die Vorderseite 11 des Substrats
10 abgeschieden.

[0054] Wie in Fig. 7C illustriert wird die erste Foto-
lackstruktur 50 strukturiert.

[0055] Wie in Fig. 7D illustriert, wird eine zweite Fo-
tolackschicht 20' abgeschieden, wobei die zweite Fo-
tolackschicht 20' die erste Fotolackschicht 50 zumin-
dest bereichsweise bedeckt. Hinsichtlich einer Struk-
turierung der zweiten Fotolackschicht 20' wird auf
die Aufsichtsdarstellungen der Fig. 1B, Fig. 2B bzw.
Fig. 3B verwiesen.

[0056] Wie in Fig. 7E illustriert, wird die zweite Foto-
lackschicht 20' strukturiert, wobei die erste Fotolack-
schicht 50 so entfernt wird, dass eine Fotolackstruktur
20 mit einem Hohlraum H1 und einem schwingungs-
fähigen Bereich 21 ausgebildet werden.

[0057] Wie in Fig. 7F illustriert, wird die lichtundurch-
lässige Beschichtung 40 auf der Rückseite 12 des
Substrats 10 angeordnet, wobei der erste optischen
Zugang 13 und der zweite optische Zugang 14 aus-
gebildet werden.

[0058] Bei dem in den Fig. 7A bis Fig. 7F illustrierten
Verfahren zum Herstellen der mikroelektromechani-
schen Detektorvorrichtung 100 wird die erste Foto-
lackschicht 50 positiv entwickelt und die zweite Fo-
tolackschicht 20' negativ entwickelt. Hierbei kann es
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sich bei der zweiten Fotolackschicht 20' z. B. um
SU-8 handeln. Durch das negative Entwickeln der
zweiten Fotolackschicht 20' ist diese robuster ge-
gen ein Fotolackätzen mittels beispielsweise DMSO
oder Aceton. Ferner kann die zweite Fotolackschicht
20' durch einen Aushärteschritt, beispielsweise Tem-
pern, zusätzlich quervernetzt werden und insbeson-
dere eine erhöhte chemische und mechanische Sta-
bilität aufweisen. So lässt sich ein Opferschichtätzen
der ersten Fotolackschicht einfach realisieren. Fer-
ner können auf einfache Art und Weise unterschiedli-
che Geometrien des schwingungsfähigen Bereiches
21 mit Schwingungsärmchen 22 und zwischen den
Schwingungsärmchen 22 angeordneten Schwung-
massen M1 bereitgestellt werden (siehe Fig. 6).

[0059] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wur-
de, ist sie darauf nicht beschränkt. Insbesondere sind
die genannten Materialien und Topologien nur bei-
spielhaft und nicht auf die erläuterten Beispiele be-
schränkt.

Patentansprüche

1.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) mit:
einem Substrat (10) und einer auf dem Substrat an-
geordneten Fotolackstruktur (20),
wobei die Fotolackstruktur (20) als Lichtleiter für ein in
das Substrat (10) eintretendes Licht ausgebildet ist,
und wobei zwischen dem Substrat (10) und der Foto-
lackstruktur (20) zumindest bereichsweise ein Hohl-
raum (H1) ausgebildet ist, der durch einen schwin-
gungsfähigen Bereich (21) der Fotolackstruktur (20)
so überbrückt ist, dass in Abhängigkeit einer Auslen-
kung (P1) des schwingungsfähigen Bereichs (21) der
schwingungsfähige Bereich (21) bricht oder sich ei-
ne Transmissionseigenschaft des schwingungsfähi-
gen Bereichs (21) ändert.

2.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach Anspruch 1, wobei das Substrat (10) ei-
nen ersten optischen Zugang (13) und einen zwei-
ten optischen Zugang (14) umfasst und der schwin-
gungsfähige Bereich (21) zwischen dem ersten opti-
schen Zugang (13) und dem zweiten optischen Zu-
gang (14) angeordnet ist.

3.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach Anspruch 2, wobei der erste optische Zu-
gang (13) und der zweite optische Zugang (14) als
optische Wellenleiter (O1) ausgebildet sind.

4.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der schwingungsfähige Bereich (21) Schwin-
gungsärmchen (22) und eine zwischen den Schwin-
gungsärmchen (22) angeordnete Schwungmasse
(M1) umfasst.

5.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Substrat (10) eine Vorderseite (11) und ei-
ne der Vorderseite (11) abgewandte Rückseite (12)
aufweist, wobei auf der Rückseite (12) des Substrats
(10) eine lichtundurchlässige Beschichtung (40) an-
geordnet ist.

6.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach Anspruch 5, wobei die lichtundurchlässige
Beschichtung (40) auf der Rückseite (12) des Sub-
strats (10) zwischen dem ersten optischen Zugang
(13) und dem zweiten optischen Zugang (14) ange-
ordnet ist.

7.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach Anspruch 5, wobei die Rückseite (12)
durchgehend die lichtundurchlässige Beschichtung
(40) aufweist.

8.    Mikroelektromechanische Detektorvorrichtung
(100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der schwingungsfähige Bereich (21) auf einer
der dem Hohlraum (H1) zugewandten Seite Spuren
eines chemischen Abtrags aufweist.

9.  Verfahren zum Herstellen der mikroelektrome-
chanischen Detektorvorrichtung (100) gemäß einer
der vorhergehenden Ansprüche mit den Schritten:
Bereitstellen eines Substrats (10);
Abscheiden einer ersten Fotolackschicht (50) auf das
Substrat (10);
Strukturieren der ersten Fotolackschicht (50);
Abscheiden einer zweiten Fotolackschicht (20'), wo-
bei die zweite Fotolackschicht (20') die erste Foto-
lackschicht (50) zumindest bereichsweise bedeckt;
Strukturieren der zweiten Fotolackschicht (20') und
Entfernen der ersten Fotolackschicht (50) so, dass
eine Fotolackstruktur (20) mit einem Hohlraum (H1)
und ein schwingungsfähiger Bereich (21) ausgebildet
werden.

10.    Verfahren zum Herstellen der mikroelektro-
mechanischen Detektorvorrichtung (100) nach An-
spruch 9, wobei die erste Fotolackschicht (50) positiv
entwickelt und die zweite Fotolackschicht (20') nega-
tiv entwickelt wird.
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